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第 2 章においては，通気撹持槽にわける液相水素化反応において， しばしば表面反応抵抗との和と
して実測される液国境膜内の物質移動抵抗の分離方法を提示するとともに，並発反応の各操作条件に
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おける選択率の推算法を導出し，あわせて装置特性の物質移動抵抗への影響を明らかにした。また，
先に展開した解析法を懸濁気泡塔における反応に適用し，通気撹持槽における結果と比較し，両者の
特徴を明らかにした。
触媒工学の重要な問題として触媒活性保持と反応条件との関係に関するものがある。第 3 章におい
ては，この点を明らかにするために一例として塩化パラジウム触媒を使ったエチレンのアセトキシル
化における反応速度解析を行ない，定常触媒活性あるいは触媒失活の反応条件を規定する定量的関係
を誘導した。
論文の審査結果の要旨
本論文は，気液接触反応操作における拡散過程と表面反応との関連性についての一連の研究結果を
まとめたものである。まず，拡散抵抗の省略できる反応条件で，水素化反応の反応速度を吸着項を考
慮した速度式で表わし，非線形最小二乗法によってその諸定数を算出し，その反応機構を明らかにし
ている。ついで総括反応速度から拡散抵抗を分離する方法を提出し 操作条件と拡散抵抗の関係を定
量的に表現している。あわせて各操作条件における選択率の推算法を導いている。さらに，触媒活性
を定常に保つための定量的関係を誘導している。
これらの研究は，気一液接触反応操作に関する研究分野に重要な知見を加えたものであり，博士論
文として価値あるものと認める。
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